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【57】申請專利範圍
1.　一種低氟酸廢水回收系統，包括：

        一低氟廢水收集槽，用以收集和容納一低氟酸廢水；
        一氟吸附裝置，連接該低氟廢水收集槽，該氟吸附裝置與該低氟酸廢水相互作用形
成一第一廢水及一第二廢水，該第一廢水包含氯離子(Cl–)、硫酸根(SO42-)、鈉離子(Na+)

及銨根離子(NH4+)，該第二廢水包含氫氟酸鈉(NaF)；
        一分離裝置，連接該氟吸附裝置，該分離裝置接收該第一廢水，該分離裝置具有至
少一納濾膜，該納濾膜分離該第一廢水中的氯化鈉和硫酸鈉；

        一第一結晶乾燥裝置，與該分離裝置連接，該第一結晶乾燥裝置將該氯化鈉形成一
第一產物；

        一第二結晶乾燥裝置，與該分離裝置連接，該第二結晶乾燥裝置將硫酸鈉形成一第
二產物；

        一雙極膜裝置，連接該氟吸附裝置，該雙極膜裝置接收該第二廢水，在電場作用下
形成一酸廢水及一鹼液，該鹼液回收至該氟吸附裝置；

        一反應槽，連接該雙極膜裝置，該反應槽接收該酸廢水後，添加一氫氧化鈣與該酸
廢水反應，形成一第三廢水，該第三廢水包含氟化鈣；

        一過濾裝置，連接該反應槽，該過濾裝置將該第三廢水形成沉澱之一第三產物；
        一乾燥裝置，連接該過濾裝置，該乾燥裝置將該第三產物乾燥，該第三產物之氟化
鈣純度大於等於 97%；及
        一轉製裝置，連接該乾燥裝置，該轉製裝置將該第三產物形成一第四產物，該第四
產物為酸級螢石。

2.　如請求項 1所述之低氟酸廢水回收系統，其中，更包含連接該雙極膜裝置之一濃縮裝置
及連接該濃縮裝置之一第三結晶乾燥裝置，該濃縮裝置接收該第二廢水，濃縮形成一第

四廢水；該第三結晶乾燥裝置接收該第四廢水，形成一第五產物，該第五產物為氟化鈉。

3.　如請求項 2所述之低氟酸廢水回收系統，其中，該濃縮裝置係選自 SWRO、EDR、MVR
任一或其組合。

4.　如請求項 2所述之低氟酸廢水回收系統，其中，該第三廢水中之氟化鈉(NaF)濃度約
2-3%，該第四廢水中之氟化鈉(NaF)濃度約 80%以上。
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5.　如請求項 1或 2所述之低氟酸廢水回收系統，其中，該氟吸附裝置包含一洗脫劑，該洗
脫劑係選自氫氧化鈉或該鹼液。

6.　如請求項 5所述之低氟酸廢水回收系統，其中，該氟吸附裝置具有交換樹脂，該交換樹
脂捕捉氟離子，形成該第一廢水，再經由該洗脫劑將氟離子與交換樹脂分離形成該第二

廢水。

7.　如請求項 1或 2所述之低氟酸廢水回收系統，其中， 該反應槽係選自強制循環結晶器、
DTB結晶或 OSLO結晶器。

8.　如請求項 1或 2所述之低氟酸廢水回收系統，其中，該過濾裝置包含一管式膜及連接該
管式膜之一壓濾機。

9.　如請求項 1或 2所述之低氟酸廢水回收系統，其中，該第一產物為氯化鈉、該第二產物
為硫酸鈉及該第三產物為氟化鈣。

圖式簡單說明

圖 1為本新型第一實施例流程圖。
圖 2為本新型第二實施例流程圖。
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